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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO DE UN
EQUIPO DE LITOGRAFIA OPTICA SIN MASCARA PARA LA FUNDACION

IMDEA NANOCIENCIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO POR EXCLUSIVIDAD SIN PUBLICIDAD

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el suministro, instalacion y puesta a punto de un equipo de
litografia Optica sin mascara que incluird, como minimo, los siguientes componentes

y servicios:

1.1.  Sistema de exposicion valido para las resinas estandar del mercado.

1.2.  Sistema de posicionamiento de alta precision y repetitividad, apto para la
realizacion de litografias multicapa.

1.3.  Mesa optica anti-vibraciones propia.

1.4.  Ordenador y software de control dedicados.

1.5.  Asistencia en remoto en tiempo real.

2. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO OBJETO DE LA
ADQUISICION

2.1 CARACTERISTICAS GENE RALES
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La garantia del equipamiento debe ser de, como minimo, dos afios desde la fecha
de entrega del equipamiento y verificacion por parte del adjudicatario de su
correctos y adecuado funcionamiento. La garantia debe contemplar cualquier
pieza, mano de obra, desplazamientos, dietas y mantenimiento preventivo ante
cualquier incidencia durante el periodo de garantia.

Se incluird un ordenador de control con las prestaciones necesarias para el control
del equipo y el adecuado funcionamiento de todo el software necesario (que
incluya todos los paquetes necesarios para la correcta utilizacion de los modos
descritos en el presente pliego de condiciones) y tratamiento de datos, asi como
todos los periféricos necesarios para su correcto funcionamiento. Se proveeran
automaticamente actualizaciones de los softwares de manejo y tratamiento.

Se incluirdn manuales de todos los componentes del sistema para la correcta
operacion y mantenimiento del sistema.

Se incluiran todos los costes del transporte, entrega, desembalaje, ubicacion,
instalacion y puesta a punto del equipamiento en el instituto IMDEA Nanociencia
(C/Faraday, Madrid, Espana), s6tano, Sala Blanca del Centro de Nanofabricacion.
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Se incluira curso de formacion de minimo 2 dias al personal del Centro de
Nanofabricacion de IMDEA Nanociencia, asi como posibles usuarios autorizados
del mismo.

Debera contemplar la posibilidad de realizar formacion adicional a convenir en el
siguiente afio para resolucion de los problemas encontrados desde la instalacion.

Debera cumplir con las certificaciones de la UE.

Debera garantizarse un funcionamiento correcto en las condiciones habituales de
temperatura y humedad de una sala blanca.

2.2 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL SISTEMA DE ESCRITURA LASER
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Laser compatible con todas las resinas estandar del mercado (Shipley, familia de
resinas AZ) y vida 1til en el rango de las 10.000 horas.

Maxima resolucion lateral, como minimo, por debajo de 1 micra.

Maxima rugosidad lateral, como minimo, por debajo de 50 nm.

Sistema de autofoco con un rango, como minimo, superior a 300 micras.

Escala de grises de, como minimo, 256 niveles.

Velocidad de escritura, como minimo o superior a 200 mm?2/min.

2.3 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO Y
AREA DE ESCRITURA
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Cémara superior para localizacion y alineamiento segiin marcas ya existentes.
Sistema de alineamiento mediante cdmara trasera (backside alignment).
Precision en el alineamiento de segundas capas superior a 300 nm por la cara de
arriba y de, como minimo, 2 micras por la cara de abajo.

Repetitividad por debajo de 50 nm, superior al 98%.

Rango de tamafio de sustratos que pueden ser expuestos entre 5 mm2 y obleas de
8 pulgadas (200 mm de didmetro).

Grosor de sustratos en el rango de decenas de micras hasta al menos 10 mm.

El equipo debe disponer de un sistema de autofoco con un tiempo de refresco
superior a 1KHz, que permita tanto mantener el foco en estructuras brillantes
como litografiar a distancias de hasta 1 mm del borde de las obleas y/o substratos.

2.4 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL SISTEMA DE SOPORTE FiSICO Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD
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Mesa neumatica anti vibraciones ya integrada en el equipo.
Medidas de seguridad para evitar la exposicion accidental de los usuarios a los
laseres de alta potencia del equipo y cabina con cierre de seguridad.
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2.5 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL ORDENADOR Y SOFTWARE DE
CONTROL

% Ordenador integrado en el equipo completamente equipado con Sistema
Operativo Windows 10 o superior.?

% Monitor, teclado y raton integrados para mayor compacidad y comodidad de uso.

% Software de control especifico del equipo que sea compatible con la mayoria de
los formatos habituales empleados en la preparacion de disefios de litografia
(GDSIL, DXF, CIF,...).

% Software especifico de disefio con licencia para su uso en el propio equipo de
trabajo y, al menos, una adicional para realizar disefios en un ordenador externo.
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